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摘要：随着电子器件特征尺寸的不断减小，纳米量级的颗粒污染物清洗已成为半导体行业的重要问

题。作为一种大面积、非接触的干式清洗技术，激光冲击波清洗 (LSC) 避免了直接的机械/液体/光

接触，是无损纳米颗粒去除的有效方法。然而，单光束LSC (SLSC)存在的未清洗盲区严重阻碍了LSC

技术在实际工业清洗中的应用，目前仍缺乏有效消除盲区的手段。在本工作中，采用双光束激光冲

击波清洗 (DLSC) 工艺去除硅晶片表面的纳米颗粒，同时抑制等离子体核正下方的未清洗盲区。研

究发现，与SLSC清洗工艺相比，DLSC 中的未清洗盲区面积减少了 95%。时间分辨等离子体图像

表明多个等离子体核的形成使得盲区中的纳米颗粒受到多个等离子体冲击波作用。通过对冲击波力

分布的理论计算表明，多核等离子体产生的水平推力有助于DLSC 过程中盲区颗粒的去除。 
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